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Периодические многослойные отражающие зеркала используются в ряде устройств оптики скользящего падения рентгеновских лучей, рентгеновской микроскопии, космической физике, диагностики плазмы, микроанализе , работающих в диапазоне длин волн от крайних ультрафиолетовых до рентгеновских лучей [1]. Для многослойных рентгеновских зеркал очень важным является изучение физических основ причин , уменьшающих коэффициент отражения. В настоящем сообщении мы ограничимся исследованием потерь в отражении при  возбуждении коллективных колебаний электронного газа в наноразмерных слоях многослойных рентгеновских зеркал.
В  работах [2,3] исследовались энергии плазмонных линий, возникающих в Mo3d, Mo4p и Si 2p спектрах возбужденных в веществе рентгеновским излучением AlKα1,2 – линии.  Наряду с молибденом веществом сильно поглощающим мягкое рентгеновское излучение является вольфрам. Поэтому являются перспективным создание  зеркал на основе вольфрама и кремния.

В настоящей работе  методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в многослойных модельных системах рентгеновских зеркал W/Si и Si/W  исследована тонкая структура плазмонных пиков в W4f и Si2p спектрах в зависимости от толщины слоя (5 Å -40Å), в котором они возникают. Показано, что для всех исследованных толщин кремния на вольфраме и вольфрама на кремнии спектры плазмонов состоят из двух компонент PLs  и PLb , относящихся к потере энергий на возбуждение колебаний электронной плазмы вдоль поверхностей, ограничивающих исследуемый верхний слой и граничащих либо с вакуумом, либо с нижележащим слоем, соответственно. Энергии плазмонов в многослойных системах рентгеновских зеркал находятся между энергиями объемных плазмонов вольфрама (25.8 эВ) и энергиями объемных плазмонов аморфного кремния (16.4 эВ). Полученные в настоящей работе зависимости энергий плазмонов от толщины исследуемого слоя обусловлены соотношением между величиной переданного плазмону момента [image: image2.png]q



  и толщиной слоя d , в котором возбуждается плазмон. Это означает, что в многослойной системе рентгеновских зеркал имеется ряд эффектов регулирующих  сложным и неоднозначным образом коллективные движения электронного газа, которые могут влиять на отражательную способность зеркал в мягкой  рентгеновской области.
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